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低エネルギーイオンビーム技術を用いた
各種材料の成膜方法の開発
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当研究グループでは、低エネルギーイオンビーム技術を用いた
様々な研究テーマに取り組んでいます。近年は、主に各種材料の
成膜実験に取り組んでいます。これまでに、化合物半導体（炭化
ケイ素など）、絶縁膜（酸化ケイ素）、金属膜（錫など）の成膜に
成功しております。原料には、シランのような危険なものは用い
ずに、安全かつ安価な原料を利用した成膜法の開発を行っていま
す。そのほかに、イオンビーム技術およびアークプラズマ技術を
用いた、新しい触媒合成技術の開発にも取り組んでいます。

低エネルギーイオンビーム成膜、化合物半導体、絶縁膜、
金属膜
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